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« AC 208-240V #.4H 50/60 Hz
« I, 1.5 KW (FEH); 2.5 KW ( HEIRAX)

« BIIFE: 4.0 KW

o BRI~ 1200 mm L x 740 mm W x 900 mm H
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« TAE#EE: 200°C - 1700°C

- BPUINHGEZ: 0.3 °C/s (RT-1200 °C) 1 15
°C/s (1200°C - 1700 °C)
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	混合式PVD镀膜仪（连接手套箱，2英寸射频溅射仪+2源蒸发镀膜仪）VTC-H3-GB

